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※概要（Summary ）： 

低毒性カルコゲナイドガラス（Sb-Ge-Sn-S 系）への

インプリント加工により、赤外用の波長板の作製を行

った。インプリント加工に用いるモールドは、容易に

離型可能なグラッシーカーボンを使用した。253°C、

3.8MPa でインプリントした結果、カルコゲナイドガ

ラス表面に周期 3μm、深さ 1.63μm の格子を形成する

ことができた。 

 
※実験（Experimental）： 

サブ波長格子構造を持つ赤外用波長板の製作におい

て、回折損失を抑えるためには、使用波長よりも充分に短

い周期をもつ格子構造を形成することが必要である。この

ような周期構造をインプリント加工によって形成する場合、

モールドの作製が重要となる。モールド基板は、高温でも

充分な硬度をもち、加工性・離型性に優れたグラッシーカ

ーボン（GC）を使用した。モールド作製にはイオンビーム

スパッタ装置により WSi を成膜した基板の上にフォトレジ

ストを塗布し、He-Cdレーザーの描画露光・現像により、格

子パターンを形成する。ドライエッチング装置（NLD-500） 

の SF6 雰囲気によるドライエッチングにより、WSi 格子を形

成し、その格子をマスクとしてO2雰囲気によるドライエッチ

ングにより、GC の表面に格子構造を形成した。 

 
※結果と考察（Results and Discussion）： 

上記加工により、周期 3μm、格子深さ 1.94μmの格子構

造をもつ GC モールドを得ることができた。このモールド使

用して、カルコゲナイドガラスへのインプリント加工を行っ

た。カルコゲナイドガラス（IIR-SF®1）はヒ素やセレンのよう

な有毒元素を含まず（Sb-Ge-Sn-S 系）、透明波長域 0.85

～11μm、屈折率 2.7（波長 10μm）といった特徴を有してい

る。253°C に加熱した状態で GC モールド基板をカルコゲ

ナイドガラスに N2 雰囲気内で、3.8MPa、90 秒間押し当て

た。破損することなく、均一に転写することができた。周期

3μm、格子深さ 1.63μm、フィルファクタ（周期と格子幅の比）

0.7 の格子構造が得られた。インプリント技術によって、両面

に一括で形成することができれば、約 2 倍の位相差を得るこ

とができると予測される。 
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